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磁头芯片的研制

赵 伟 庄志萍

时上丹江 师范学院 壮 丹江 15 7 ()12 )

摘 要 通过 衬 ’J 88
、

‘J “”软磁合金进 行热处理
、

制板 以及 用化学试 剂进行 ’‘面 光 该·,腐 蚀等系 歹.l戈艺制成磁头

芯片
.

其特 点是磁性好
,

在 电子 行业 有着广泛 的用途
.

关键词 热磁性处理
,

制板
.

尤刻
.

腐蚀

l 前言 状况选 JIJ 3 02 型负性光刻胶
,

精度高
,

分辨率
l{寺

磁头是在计算机外围设备起磁 仁的读写 作 º 坚膜
:

利用真空 烘 干鞘把胶膜烘 干
,

温度 为

用
,

芯片是 磁头的心脏部件
, ,

芭片是由软磁精密 100 ~ 140 C
.

ll寸问为 30 分钟
,

代盒保护
.

» 光

合金片制成的
.

它的特点是在弱磁场 下具有较高 刻
:

用合格的铁 芭掩膜版
,

采用
一

专川光刻机
、

球 塑

的磁导 率 产
,

低的矫顽力 H 。 ,

它在通讯
、

自控技 汞灯
,

光刻l付问为 6。秒
.

¹ 显影
:

使用 12。“ 汽油

术
、

计算技术等领域具 有广泛的应用
,

是磁 记录 做为显影剂
,

显影时 间 45 一 (30 秒
.

将光klJ 后的合

方而不可缺少的关键材料
.

磁性材料的性能参数 金片全部浸入显影齐」中
,

不停均匀地摆动待济液

对工艺因素的变化十分敏感
,

这就给芯少十加 工带 变清后
,

用热风 吹 卜
.

合金图形清 l断
.

不残留胶

来了困难
,

在磁记录中为了 寻找芯片的加工的良 膜
.

线条边 缘 平自二 ”交膜 和 合金片枯合牢 I司
.

»

好途径
,

做 J’许多试验
,

刁
‘

使芯片的加 仁工艺过 坚膜
:

用真空烘
二

{“箱
,

温度从室温逐渐 上升 罕

程 实现理 想化
,

结 束了以 往需 要进 l:I 芯片的 历 1, 一 140 C
,

避 免图形因聚热 而变型
.

四 检测
:

史
.

将显好彩的芯片放在 异微镜 卜
‘

检 测 其形状和 尺

2 实验过程与结果 寸的位置
,

精度要求线条育韵断
,

无漏显现象
.

龙过

2
.

1 磁性材料的热 处理 大钊
‘

孔
.

¿ 双 而腐蚀
:

腐蚀液 配 方是
,

盐酸 10()
;

目前较好的磁性材料是 I J88
、

IJ 8 9
.

它的优 双 城水 15 0 ;
水3。。

.

腐蚀液温度在 18 一 邹 C
.

相

点是硬度高
、

电阻率 大
,

目
.

高频磁性能好
.

磁性材 对 湿度不大 J屯 4 5写
.

腐蚀 对片与片要求均 匀摆

料对应 力作用比较 敏感
,

特别是非品态的磁性薄 )l:
.

腐蚀液轻微摆 动
,

控制酸液温度
,

浓度达ylJ lll

片
.

而化学腐蚀对磁性的影响可近似忽略
,

此方 f1i 腐蚀效果
.

砂 去膜
:

)月去膜 #ll 盐酸把芯 片 111 11

法提高和保证了材料的磁性能 热处理的 「艺过 以做保护段的胶去掉
,

将腐蚀好的芯片浸泡在盐

程如下
:
将玻莫合金放入真空炉中进行真空热处 酸中 8() 一 120 分钟

.

注意观察及时取出
,

川水清

理
,

姚后恨慢升高温 度至 l()5 。 C
,

恒温 2 小时
,

洗
,

再用无水乙醉漂洗
,

jl] 热风吹 r. 即成成品
.

再降至室温
.

真空度在 1。一 3
毛以 卜

.

址后取出
.

2
.

4 结果

2
.

2 光刻JtJ 版的准备 仁述双 而光刻腐蚀
: f使芯 片磁比材料的磁

按铁芯片的设计尺
、

1
· ,

采旧半导体器件制版 性 能得 以保证
,

图形尺 寸符合要求
.

对 。
.

〔)5 m m

的初缩成像
.

双而腐蚀需要双而光刻制成的双而 厚的材料版的尺 寸
.

精度 可达 r)0
.

0 3
. .

讨 。
.

():{ m m

光刻版
,

要求版的精度小 J: 。
.

o 05 m m
.

在大批量 厚的材料
,

版的尺
、

1
·

精度可达 ()0
.

川
.

对孔的 尺 寸

的生产过 程
, 1,

,

采用双 而胶 片版
.

可避免在 两版 (位置 ) 精度要求也
·

牛羊
.

问 置入芯片时
,

给工艺过程带来不便的困难
. 廿

芯片用作 i卜宝李机外围 设备的磁 头材料
,

11
‘

还

2 3 双而光刻 腐蚀过程 应 !” f 小功率变压 器
、

铁芯
、

磁 放大器
、

磁 调制

“D 涂胶
:

在 IJ吝室中 !IJ涂11交机在 J幸 I几涂光刻 器
、

磁 叶角艾等
,

JJ示以
J

艺; J} 丈寸电子行
、

11毛如计种!:JL一1勺

胶
.

胶层耳度为 。
.

01 一 。
.

()l 2
,

要求胶膜均匀
、

无 磁 记录的 发展 起若 工要价
‘

川
.

毛刺
、

无褶纹
、

无变形
、

无气泡
、

无堆积
,

根据制板 编辑
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